= e

4
Tecnologia de Materiales

Meétodos de obtencion de capas
delgadas

VICENTE MUNOZ SANJOSE




= e

A
. LN
=
3
= = =
- -
- =
- -
= el
i i
T

Método de crecimiento de
capas delgadas mediante
Ablacion Laser
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5 iﬁv Principio de ablacion laser o laser pulsado

S (PLD)
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345 nm, 108 W/cm?2

.

VICENTE MUNOZ SANJOSE




éﬁé *  Mecanismos térmicos y fotoquimicos

Mecanismos térmicos

Mecanismos fotoquimicos:
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Portasustratos| | Portablancos
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Termopar

Portasustratos

/Colocacic’m de sustrato

| Espiral de calentamiento

Fijador de distancia
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#° Condiciones de deposicion

i}

Laser:Nd-YAG triplicado:345 nm,10 o 20 Hz,7 ns,8-12 mJ/pulso

Atmaésfera: O2 (vacio previo: 2 10 mBar)

Temperatura sustrato: 0-800°C
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ﬁ‘ﬁ'g Variables de la deposicion

<

Control de la calidad y velocidad de crecimiento.

a) Temperatura de sustrato.

b) Energia cinética del flujo de
deposicion.

¢) Radio de deposicion.
d) Calidad de vacio.

e) Gas de fondo.
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J- Temperatura de sustrato

Puede producir:

Procesos de reevaporacion

Procesos de nucleacion en clusters

Procesos de atrapado por un defecto en la superficie
Modos de crecimiento:
Islas o Volmer-Weber

Capa a capa o Franck-Van der Merwe Mezcla
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éﬁa Energia del flujo de deposicion

Aumentar la energia del pulso permite aumentar la energia cinética del flujo
de deposicion.

A partir de una determinada energia en el pulso se consigue crecimiento
capa a capa.

Aumento de la energia del pulso permite disminuir la temperatura de sustrato
para obtener misma calidad cristalina.
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Radio de deposicion, calidad de vacio
y gas de fondo.
Radio de deposicion:
Depende del material
Malo tanto demasiado alto como demasiado
bajo.

Calidad de vacio:

Evitar inclusién de impurezas
Gas de fondo:

Moderador de la velocidad, puede producir reacciones
quimicas o colisiones no reactivas entre el flujo energético y el propio gas.
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ﬁaﬁsf Materiales crecidos mediante este meétodo

T

Class Matenal

Oxides YBRCO M 740 B T 12l o500 [

Nitrides A 128 Gy [ g [29] oy [26)

Carbon based films DLC 20 Diamond 28] Carbon nanotubes (2]
TiC 18

Metals w180 oy Bl e [32]
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